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DEVICE
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POLIERVORRICHTUNG

(57) Abstract: The aim of the invention is to provide a retaining ring (10) for holding
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semiconductor wafers in a chemical-mechanical polishing device, which is more eco-
nomically produced and is especially more economically provided with a new plastic
element than retaining rings according to prior art. To this end, in order to be mounted
in a chemical-mechanical polishing device for semiconductor wafers, said retaining
ring (10) comprises: a carrier ring (12) consisting of a first material and comprising
assembly elements for mounting the carrier ring (12) on the polishing device; and a
supporting ring which consists of a plastic material and is concentrically arranged on
the carrier ring, said supporting ring being positioned, on a first front side thereof, on
a polishing surface of the polishing device, and being held on the carrier ring (12), on
the side thereof axially opposing the first front side, in an adhesive-free, detachable,
rotationally fixed, positively locking and/or force locking manner. The first material
has a higher rigidity than the plastic material of the supporting ring.

(57) Zusammenfassung: Um einen Haltering (10) zum Halten von Halbleiterwafern
in einer chemisch-mechanischen Poliervorrichtung zur Verfuigung zu stellen, der
kostengiinstiger als bisher hergestellt werden und insbesondere kostengiinstiger als
bisher mit einem neuen Kunststoffteil versehen werden kann, wird vorgeschlagen, dass
der Haltering (10) zur Montage in einer chemisch-mechanischen Poliervorrichtung
fur Halbleiterwafer umfasst: einen Trégerring (12) aus einem ersten Material, welcher
Montageelemente umfasst, mit denen der Trégerring (12) an der Poliervorrichtung
montierbar ist; einen konzentrisch am Trigerring angeordneten Auflagering aus
einem Kunststoffmaterial, welcher mit einer ersten Stirnseite auf einer Polierfldche
der Poliervorrichtung aufliegt und welcher auf seiner zur ersten Stirnseite axial
entgegengesetzten Seite am Trégerring (12) klebemittelfrei, 16sbar, drehfest, form-
und/oder kraftschliissig gehalten ist, wobei das erste Material eine hohere Steifigkeit
aufweist als das Kunststoffmaterial des Auflageringes.
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HALTERING ZUM HALTEN VON HALBLEITERWAFERN
IN EINER CHEMISCH-MECHANISCHEN POLIERVORRICHTUNG

Die Erfindung betrifft einen Haltering zum Halten von Halbleiterwafern in einer
chemisch-mechanischen Poliervorrichtung, wie sie beispielsweise in dem US-Pa-
tent Nr. 6,251,215 beschrieben ist.

Heutzutage werden integrierte Schaltkreise typischerweise auf Halbleitersub-
straten, insbesondere Siliziumwafern, hergestellt, wobei nacheinander leitende,
halbleitende und isolierende Schichten auf dem Wafer abgeschieden werden.
Nachdem jede Schicht abgelagert ist, wird geadtzt, um die Schaltkreisfunktionen
zu realisieren. Nachdem eine Reihe von Lagen sequenziell gelagert und geétzt
wurde, wird die oberste Oberfldche des Halbleitersubstrates, d.h. die auBenlie-
gende Oberflache des Substrates, mehr und mehr uneben. Diese unebene Ober-
flache bereitet in photolitographischen Schritten beim Herstellungsprozess der

integrierten Schaltkreise Probleme. Deshalb besteht die Notwendigkeit immer

wieder, die Oberflache des Halbleitersubstrates plan zu machen bzw. einzuebnen.

Hierfur stellt das sogenannte chemisch-mechanische Polieren (CMP) eine der an-
erkannten Methoden dar. Dieses Verfahren zur Erzielung der Planheit verlangt
typischerweise, dass das Substrat, d.h. der Halbleiterwafer, auf einem Trager
oder auch Polierkopf montiert wird. Die freiliegende Oberfldche des Substrates
wird dann gegen eine rotierende Polierscheibe gedriickt. Uber den Tragerkopf
wird eine geregelte Kraft auf das Substrat ausgelibt, um dieses gegen die Polier-

scheibe zu driicken. Ein Poliermittel, welches mindestens ein chemisch reaktives
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Agens und abrasive Partikel enthdlt, wird auf die Oberflache der Polierscheibe

gegeben.

Ein immer wiederkehrendes Problem in dem CMP-Verfahren ist der sogenannte
Randeffekt, d.h. die Tendenz, den Rand des Substrates, welches zu polieren ist,
mit einer anderen Geschwindigkeit als die Mitte des Substrates zu polieren. Dar-
aus resultiert typischerweise ein Zuviel an Polieren am Rand, d.h. hier wird zuviel
Material vom Rand abgetragen, insbesondere bei den duBersten 5 bis 10 mm ei-

nes Wafers von 200 mm im Durchmesser.

Das Zuviel an Polieren reduziert die Ebenheit des Substrates {iber das Gesamte
gesehen und macht den Rand des Substrates ungeeignet fiir die Herstellung von

integrierten Schaltkreisen und verringert somit die Prozessausbeute.

Zur Losung dieses Problemes schlagt die US-Patentschrift Nr. 6,251,215 vor, den
Haltering zweiteilig zu gestalten, wobei ein Teil aus einem steifen Material herge-
stellt ist, namlich einem Metallteil, und ein zweiter Teil aus einem Kunststoffma-
terial, welches eine geringere Steifigkeit aufweist, so dass es zum Einen abrasiv
belastbar ist und zum Anderen in Kontakt mit dem Halbleiterwafer dieses nicht

beschadigen kann.

Auf Grund der Randbedingungen beim chemisch-mechanischen Polieren schiégt
die US-Patentschrift Nr. 6,251,215 vor, den Kunststoffteil des Halteringes und
den Metallring mit einem Epoxykleber miteinander zu verbinden. Alternativ wird

vorgeschlagen, die beiden Teile im Presssitz miteinander zu verbinden.
In der Praxis erweisen sich beide Losungen als unzureichend.
Wahrend bei der Verbindung der beiden Teile miteinander mittels Epoxykleber

das Kunststoffteil sicher an dem Metallteil gehalten wird, bereitet die Aufarbei-

tung des Halteringes nach einer gewissen Abrasion des Kunststoffteiles Probleme.
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In der derzeitigen Praxis missen die kompletten Halteringe an den Hersteller
eingeschickt werden, wo das Kunststoffteil mechanisch entfernt wird und nach-
folgend die Klebereste von dem Metallteil durch Aufheizen auf ca. 200 °C ther-
misch zersetzt werden. Danach muss das Metallteil sandgestrahlt werden, um
letzte Reste des Klebstoffes zu entfernen, und erst dann kann wieder ein neuer

Kunststoffring aufgeklebt werden.

Auf Grund dieser zeit- und kostenintensiven Prozedur werden die Halteringe als
solche sehr teuer. Hinzu kommt, dass die metallischen Halteelemente, die von
den Produktionskosten her teurer sind als die Kunststoffelemente, nur eine ge-
ringe Zahl an Zyklen Uberstehen, insbesondere wegen der Temperaturbehand-
lung beim thermischen Abbau des Klebstoffes und der nachfolgend notwendigen
Sandstrahlbehandlung.

Einfacher ist der Austausch eines verbrauchten Kunststoffringes bei der Verbin-
dung von Metallteil und Kunststoffteil (iber einen Presssitz, jedoch stellt sich hier
heraus, dass der Presssitz als Verbindung von Kunststoff- und Metallteil ungeeig-

net ist, um den beim Polierprozess auftretenden Kraften sicher zu widerstehen.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Haltering vorzuschlagen, der kostenglinstiger
hergestellt und insbesondere kostenglinstiger mit einem neuen Kunststoffteil ver-

sehen werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch einen Haltering gelést, welcher um-
fasst:
einen Tragerring aus einem ersten Material, welcher Montageelemente umfasst,

mit denen der Trégerring an der Poliervorrichtung montierbar ist;

einen konzentrisch am Tragerring angeordneten Auflagering aus einem Kunst-
stoffmaterial, welcher mit einer ersten Stirnseite auf einer Polierfldche der Polier-

vorrichtung aufliegt und welcher auf seiner zur ersten Stirnseite axial entgegen-
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gesetzten Seite am Trégerring klebemittelfrei, I6sbar, drehfest, form- und/oder

kraftschliissig gehalten ist,

wobei das erste Material eine hohere Steifigkeit aufweist als das Kunststoffma-

terial des Auflageringes.

Bevorzugt wird bei dem erfindungsgeméaBen Haltering die I6sbare, drehfeste
form- und/oder kraftschilissige Verbindung von Auflagering und Trégerring im
Bereich einer duBeren Umfangsflache des Auflagerings hergestellt. Dies erlaubt
optimale Verhaltnisse bei dem Aufnehmen der auf den Tragerring wirkenden

Kréfte wahrend des chemisch-mechanischen Poliervorgangs.

Einen besonders sicheren Sitz des Auflagerrings an dem Trégerring erhalt man
dann, wenn der Auflagering zur Seite des Tragerrings hin einen dem Umfang fol-
genden Ricksprung aufweist, in welchem der Tragerring aufgenommen ist. Die
Umfangsflache zur Herstellung der form- und/oder kraftschitissigen Verbindung
ist dabei eine Umfangsflache des Ricksprunges. Der Riicksprung kann dabei
rings umlaufend sein oder aus Uber den Umfang verteilten ringsegmentartigen

Riicksprungsbereichen bestehen.

Bevorzugt wird der Tragerring mit seiner dauBeren Umfangsflache im Wesentli-

chen mit der duBeren Umfangsflache des Auflagerings fluchten. Dadurch ist der
Tragerring zu einem guten Teil gegeniber Verschmutzungen und insbesondere
auch den nachfolgenden Korrosionsproblemen geschiitzt, da die zur Polierfléche

weisenden Oberfléchen des Tragerrings durch den Auflagering verdeckt sind.

Bei einer Variante des erfindungsgemaBen Halterings kann es vorgesehen sein,
dass der Auflagering einen die Auflageflache der Stirnseite dieses Rings vergro-
Bernden, rings umlaufenden, radial nach auen abstehenden Flansch umfasst.

Dieser nach auBen abstehende Flansch des Auflagerings bietet eine zusétzlichen

Schutz des Tragerrings vor Verunreinigungen wahrend des chemisch-mechani-
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schen Poliervorgangs. Damit kommt insbesondere die Idee in wirtschaftlicher
Form zum Tragen, den in der Herstellung teureren Tragerring als méglichst dau-
erhaft und wieder verwendbares Teil auszubilden und nur den Auflagering, je

nach VerschleiBsituation, regeiméBig auszutauschen.

Bei dieser Variante des erfindungsgemaBen Halterings kann je nach Steifigkeit
des Materials des Auflagerings vorgesehen sein, dass der Trégerring ebenfalis ei-
nen nach auBen abstehenden Flansch umfasst, der den Flansch des Auflagerings
in seiner geometrischen Form stabilisiert. Der Flansch des Tragerrings kann je
nachdem, welche Steifigkeit das Material des Auflagerings aufweist, den Flansch

des Auflagerings teilweise oder auch ganzfléchig abstitzen.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausflihrungsform der vorliegenden Erfindung ist
vorgesehen, dass der Auflagering und der Tragerring in miteinander verbunde-
nem Zustand in vorgegebenen Oberfldchenbereichen flachig aneinander anliegen
und dass der Auflagering und der Trdgerring zueinander komplementére Vor-
bzw. Riickspringe aufweisen, mittels weichen der Auflagering und der Tragerring
gegenseitig zentrierbar sind. Dies hilft insbesondere beim Montieren des Auflage-
rings am Tragerring, eine exakte konzentrische Anordnung zu schaffen und er-

leichtert damit auch das Auswechseln verschlissener Auflageringe.

Die Oberflachenbereiche, an denen Auflagering und Tragerring aneinander flachig
anliegen, sind bevorzugt radial ausgerichtet und bilden eine plane Auflage und

damit Abstlitzung fiir den Auflagering an dem Tragerring.

Alternativ ist auch eine leicht konische Ausgestaltung dieser Oberflachenbereiche

ohne gréBere Nachteile denkbar.

Die komplementéren Vor- und Riickspriinge von Auflage- und Trégerring, die den

Auflagering gegeniiber dem Trégerring zentrieren, sind bevorzugt im Bereich der
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Oberflachenbereiche, an denen Tragerring und Auflagering flachig aneinander

anliegen, angeordnet.

Bei einer weiter bevorzugten Ausfiihrungsform kénnen die komplementaren Vor-
und Riickspriinge von Auflage- und Tragerring fir die Herstellung einer Presssitz-

verbindung verwendet werden.

Bei einer weiter bevorzugten Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Auflage-
ring an seinem AuBenumfang einen in Axialrichtung von der ersten Stirnseite
wegweisenden umlaufenden Bund umfasst, welcher an der duBeren Umfangsfla-

che des Tragerrings anliegt und diesen im Wesentlichen ganzflédchig bedeckt.

Diese AusfUihrungsform hat den Vorteil, dass das Material des Tragerrings noch
besser vor Einfllissen des chemisch-mechanischen Poliervorgangs abgeschirmt
ist, so dass sich dann hier eine gréBere Auswahlmaoglichkeit flir die Materialien

zur Herstellung des Tragerrings ergibt.

Gleichzeitig kann durch den umlaufenden Bund des Auflagerings eine exakte
Zentrierung sichergestellt werden. Ferner ist vorstellbar, den Bund so auszuge-

stalten, dass er zu einer Presssitzverbindung mit dem Tragerring fiihrt.

Bei einer alternativen Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass def Tragerring an seinem mit dem Auflagering in Kontakt stehenden
Oberflachenbereich eine Ringnut mit einer Wandung aufweist, welche im Wesent-
lichen parallel zur Ringachse ausgerichtet ist und einen Gewindeabschnitt um-
fasst und wobei der Auflagering an seiner zur ersten Stirnseite axial entgegenge-
setzten Seite einen oder mehrere komplementér zur Ringnut ausgebildete Vor-
spriinge aufweist, welche einen komplementédr zum Gewindeabschnitt der achs-

parallelen Wandung der Nut ausgebildeten Gewindeabschnitt aufweisen.
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Damit la@sst sich der Tragerring mit dem Auflagering verschrauben, wobei bei ei-
ner Variante der Auflagering als Vorsprung mit einem Gewindeabschnitt einen

rings umlaufenden Bund aufweist.

Alternativ kann der Ringbund auch in mehrere von einander beabstandete Ring-

segmente unterteilt sein.

Bei einer weiter bevorzugten Ausfiihrung weist die Ringnut zwei von einander

radial beabstandete, die Breite der Ringnut definierende achsparallele Wandun-
gen mit je einem Gewindeabschnitt auf, Korrespondierend hierzu weist der Vor-
sprung oder Ringbund des Auflagerings einen nach innen und einen nach auBen
weisenden komplementédren Gewindeabschnitt auf. Bei dieser Ausflihrungsform
wird eine noch weitergehende Stabilisierung des Auflagerings am Trégerring er-

zielt.

Der Verlauf der Gewinde der Gewindeabschnitte der Ringnut ist parallel, d.h. ra-
dial fluchtend, bei gleichem radial fluchtendem Gewindeanfang und Steigungs-
winkel. Gleiches gilt flr die komplementédren Gewindeabschnitte seitens des Vor-

sprungs bzw. Ringbunds des Auflagerings.

Eine weitere Alternative zur Verbindung von Auflagering und Trégerring liegt
darin, diese mit zusammenwirkenden Rastmitteln zu versehen, welche im mon-
tierten Zustand der Ringe eine Rastverbindung bilden und die Ringe gegen axial

wirkende Krafte im montierten Zustand sichern.

Bevorzugt wird die Rastverbindung so ausgefiihrt, dass sie gleichzeitig als Ver-
drehsicherung wirkt. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass mehrere
Uber den Umfang des Ringes verteilte Schnappverbindungen vorgesehen sind,
wobei Rastnasen in einzelne Rickspriinge eingreifen und so verhindern, dass im

eingerasteten Zustand der Auflagering gegeniiber dem Tragerring verdrehbar ist.
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Bei einer weiteren alternativen Ausflihrungsform der vorliegenden Erfindung ist
vorgesehen, dass der Tragerring und der Auflagering zueinander komplementér
ausgebildete Oberflachenbereiche aufweisen, Uber welche sie im montierten Zu-
stand aneinander anliegen, und dass die Oberflachenbereiche zueinander kom-
plementar ausgebildete Vor- und Rlckspriinge aufweisen, mit Hilfe welcher die

Ringe mittels Ein- oder Aufschrumpfen miteinander verbindbar sind.

Auch hier lasst sich durch entsprechende Formgebung der Vor- und Rickspriinge
gleichzeitig eine Verdrehsicherung der Verbindung zwischen Auflage- und Tra-

gerring bewerkstelligen.

Wieder eine andere alternative Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung sieht
vor, dass der Auflagering an seiner Umfangsflache eine radial sich nach auBen
offnende Ringnut aufweist, und dass der Tragerring aus mehreren Ringsegmen-
ten zusammengesetzt ist, welche ein im Wesentlichen komplementar zur Ringnut
ausgebildetes Flanschteil umfassen sowie einen oder mehrere Montageabschnit-
te, welche in Axialrichtung von der der Auflageflache des Auflageringes abge-
wandten Seite flir eine Montage des Trégerrings an der Poliervorrichtung zur Ver-

fliigung stehen.

Im einfachsten Fall besteht der Trégerring aus zwei Ringsegmenten, d.h. quasi
aus zwei Ringhélften, die in Radialrichtung auf den Auflagering aufgeschoben

werden. Die Flanschteile bilden hier gleichzeitig die Verstérkung des Auflagerin-
ges und sorgen so flir die Formstabilitét desselben. Gleichzeitig tragen sie meh-
rere Montageabschnitte, (iber welche dann die Gesamtheit von Auflagering und
Tragerring an der Vorrichtung befestigt werden kann. Diese Montageabschnitte
kénnen beispielsweise aus einfachen Buchsen bestehen, welche ein Innenge-

winde aufweisen.

Alternativ kénnen die Flanschteile auch solche Bohrungen aufweisen, welche ein

Innengewinde umfassen, in die Montagebolzen direkt einschraubbar sind.
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Alternativ zu den beiden Ringhélften kann vorgesehen sein, dass mehrere Uber
den Umfang verteilte Ringsegmente vorgesehen sind, die den Tragerring bilden.
Diese Ringsegmente miissen nicht unbedingt direkt aneinander anschlieBen, son-
dern kénnen durchaus voneinander beabstandet sein. Wie gro3 der Abstand zwi-
schen den einzelnen Ringsegmenten bzw. deren Flanschteilen in Umfangsrich-

tung sein kann hangt von der Steifigkeit des Materials des Auflagerings ab.

Bei einer bevorzugten Ausflhrungsform ist die Nut so ausgebildet, dass sie in
ihrer der Auflagefléache des Auflagerings axial abgewandten Nutwandung Aus-
nehmungen umfasst. In diese Ausnehmungen, die in Richtung zur Poliervorrich-
tung weisen, sind dann radial von auBen Elemente der Montageabschnitte ein-
rickbar. Diese kénnen beispielsweise Buchsen, die auf die Flanschteile aufgesetzt
sind, sein. Die Ausnehmungen kénnen aber auch Bohrungen mit Innengewinde,

die im Flansch selbst ausgebildet sind, zugénglich machen.

Eine von den vorher beschriebenen Ausflihrungsformen deutlich verschiedene
Ausfithrungsform der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass der Auflagering und
der Tragerring zu einander komplementédre und im montierten Zustand zueinan-
der ausgerichtete Oberflachen aufweisen, welche zwischen sich einen Ringkanal
bilden, der tber ringférmige Dichtelemente zur Umgebung hin abgedichtet ist
und der Tragerring eine von auBen zugangliche, in den Ringkanal fihrende, ver-

schlieBbare Offnung aufweist, (iber welche der Ringkanal evakuierbar ist.

Alternativ kdnnte die in den Ringkanal fithrende, verschlieBbare Offnung selbst-
verstandlich auch am Auflagering angeordnet sein. Aus Kostengriinden wird dies

jedoch bevorzugt am Trégerring vorgenommen werden.

Uber das Evakuieren des Ringkanals |&sst sich dann eine kraftschliissige Verbin-
dung zwischen Auflagering und Tragerring herstellen. Durch einfaches Belliften

des Ringkanals lasst sich der Auflagering abnehmen und austauschen.
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Bei jeder Art der vorliegend beschriebenen Ausfiihrungsformen lasst sich bevor-
zugt eine Verdrehsicherung dadurch erzielen, dass an dem Auflagering und dem
Trégerring an mindestens einem Oberflachenbereich, an dem diese Ringe anein-
ander liegen, einen Hohlraum vorgesehen wird, welcher von Riickspriingen so-
wohl in der Oberflache des Auflagerings als auch in der Oberflache des Trager-
rings gebildet wird. Dieser Hohlraum ist dann mit einer aushartbaren Masse be-
fullbar. Sobald die aushartbare Masse hart geworden ist, verhindert diese eine
Drehbewegung zwischen Auflagering und Tragerring. Durch entsprechende Aus-
bildung und Anordnung eines solchen Hohlraums kann auch eine Sicherung des

Tragerrings am Auflagering und umgekehrt in Axialrichtung erfolgen.

Alternativ hierzu kann der Auflagering mit dem Trégerring mittels eines in beider-
seitige Ausnehmungen eingreifenden Bolzens drehfest miteinander verbunden

werden.

Bevorzugt wird hier ein Gewindebolzen verwendet, der sich dann gleichzeitig in
der Ausnehmung Uiber das Einschrauben sichern l&sst.

Solche Schraubbolzen lassen sich sowohl in Axial- als auch in Radialrichtung in
entsprechende Ausnehmungen einsetzen und dienen in jedem Fall gleichermaBen

einer Verdrehsicherung.

Das Kunststoffmaterial umfasst bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform ein Ther-

moplast, ein Duroplast, ein Elastomer und/oder eine Kunststoffmischung.

Glnstig ist es, wenn das Kunststoffmaterial ein verstarktes, insbesondere ein fa-

serverstarktes Kunststoffmaterial ist.

Zur Verbesserung der tribologischen Eigenschaften hat es sich als glinstig erwie-

sen, wenn dem Kunststoffmaterial reib- und/oder verschleiBmindernde Zusatz-
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stoffe beigemischt sind, beispielsweise PTFE, Polyimid, Molybdandisulfid, Graphit,
Bornitrid, Nanopartikel oder dergleichen.

Von besonderem Vorteil ist es, wenn der Auflagering aus mindestens zwei

Schichten oder Komponenten sandwichartig aufgebaut ist.

Diese und weitere Vorteile der Erfindung werden im Folgenden anhand der Zeich-

nungen noch naher erldutert. Es zeigen im Einzelnen:

Fig. 1A bis 1D: eine erste Ausflihrungsform eines erfindungsgeméBen Halte-
rings; '

Fig. 2A bis 2D: eine weitere Ausflihrungsform des erfindungsgemaBen Halte-
rings;

Fig. 3A bis 3D: eine weitere Ausflihrungsform des erfindungsgeméBen Halte-
rings;

Fig. 4A bis 4D: eine weitere Ausfiihrungsform des erfindungsgeméBen Halte-
rings;

Fig. 5A bis 5D: eine weitere Ausfliihrungsform des erfindungsgemaBen Halte-
rings;

Fig. 6A bis 6D: eine weitere Ausfihrungsform des erfindungsgemaBen Halte-
rings;

Fig. 7A bis 7D: eine weitere Ausflihrungsform des erfindungsgemaBen Halte-

rings;
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Fig. 8A bis 8D: eine weitere Ausflihrungsform des erfindungsgeméBen Halte-
rings;

Fig. 9A bis 9F: eine weitere Ausfiihrungsform des erfindungsgeméBen Halte-
rings;

Fig. 10A bis 10F: eine weitere Ausfiihrungsform des erfindungsgemaBen Halte-

rings; und

Fig. 11A bis 11D: eine weitere Ausfilhrungsform des erfindungsgemafBen Halte-

rings.

Figur 1A zeigt einen erfindungsgeméaBen Haltering 10 zur Montage an einer che-
misch-mechanischen Poliervorrichtung fir Halbleiterwafer, von der der Poliervor-
richtung zugewandten Seite in Draufsicht.

Der Haltering 10 besteht aus einem Tragerring 12, welcher aus einem ersten
Material hergestellt ist, insbesondere metallischen Werkstoffen und/oder Kunst-
stoffmaterialien, die eine entsprechende Festigkeit wie metallische Werkstoffe

aufweisen, insbesondere faserverstarkte Kunststoffe.

Am Tragerring 12 ist konzentrisch ein Auflagering 14 aus einem Kunststoffmate-
rial angeordnet. Das erste Material weist eine héhere Steifigkeit auf als dieses

Kunststoffmaterial.

Der Trégerring 12 weist auf seiner zur Poliervorrichtung hin liegenden Seite in
regelméaBigen Winkelabstédnden Gewindebohrungen 16 auf, mit Hilfe derer der

Haltering an der chemisch-mechanischen Poliervorrichtung befestigbar ist.

Ferner weist der Tragerring 12 auf seiner zur Poliervorrichtung hin weisenden

Seite eine Ausnehmung 18 auf, in die im montierten Zustand des Halteringes in
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der Poliervorrichtung seitens der Poliervorrichtung ein Vorsprung (nicht gezeigt)
hineinragt, so dass immer eine definierte Einbaulage des Halteringes in der Po-
liervorrichtung gegeben ist. Dies erleichtert insbesondere die Ausrichtung der Ge-
windebohrungen 16 zu entsprechenden Durchbriichen auf Seiten der Poliervor-
richtung, durch die Gewindebolzen in die Gewindebohrungen 16 eingeschraubt

werden und damit der Haltering an der Poliervorrichtung befestigt wird.

Figur 1B zeigt eine Schnittansicht des Halterings 10 der Figur 1A entlang der Linie
A-A und verdeutlicht das Prinzip, mit welchem der Auflagering aus Kunststoffma-
terial an dem Tragerring klebemittelfrei, I6sbar, drehfest, form- und/oder kraft-
schllssig gehalten wird. Hierzu weist der Auflagering 14 an seiner zum Trégerring
12 hin weisenden Seite einen vom AuBenumfang 20 riickspringenden Absatz 22
auf, wie dies in der vergréBerten Detaildarstellung der Figur 1C ersichtlich ist. Um
den Tragerring und den Auflagering kraftschliissig lI6sbar und drehfest miteinan-
der zu verbinden, wird der Trégerring, der in dem vorliegenden Beispiel aus Stahl
hergestellt ist, auf den aus Kunststoff hergestellten Auflagering aufgeschrumpft.
Das Kunststoffmaterial des Auflagerings ist vorzugsweise ein Polyphenylensulfid-
material (PPS), ein PEEK, PAI, PI, PA, POM, PET oder ein PBT in reiner oder in
modifizierter Form. Zur Verbesserung der tribologischen Eigenschaften kénnen
reib- und/oder verschleiBmindernde Zusatzstoffe beigemischt sein, beispielsweise

PTFE, Polyimid, Molybdéndisulfid, Graphit, Bornitrid, Nanopartikel oder derglei-

chen.

Durch die gréBere Steifigkeit des Stahlmaterials des Tragerrings 12 wird dem
Haltering 10 insgesamt eine ausgezeichnete Formstabilitdt verliehen, wahrend
das Kunststoffmaterial des Auflagerings 14 gleitend auf der Abrasionsfléche der
chemisch-mechanischen Poliervorrichtung aufliegt und der Halbleiterwafer inner-
halb des vom Auflagering definierten Ringraumes 24 wéhrend dem Poliervorgang
gehalten wird. Der Vorteil dieser Ausfithrungsform besteht insbesondere darin,
dass der Stahlring auf den Kunststoff-Aufnahmering 14 aufgeschrumpft werden

kann, wobei eine kraftschlissige, l6sbare und trotzdem drehfeste Verbindung
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erhalten wird. Bei abgenutztem Auflagering 14 kann dieser sehr einfach von dem
Tragerring 12 entfernt und durch einen neuen Auflagering 14 ersetzt werden. Der
Vorgang des Austausches ist deutlich einfacher, als dies im Stand der Technik der
Fall ist, und es brauchen keine Klebereste etc. abgetragen werden. Auch muss
der Trégerring 12 nicht gesondert vorbereitet werden, bevor er mit einem neuen
Auflagering 14 besttlickt werden kann und unterliegt damit seinerseits einem

deutlich geringeren Verschleif.

Die Umfangsflache 20 des Halteringes 10 ist im Wesentlichen stufenfrei, d.h. der
AuBenumfang des Auflageringes 14 fluchtet mit dem AuBenumfang des Tréger-
ringes 12. Dadurch, dass sich der Auflagering 14 radial weiter nach innen er-
streckt als der Trégerring 12 und dartber hinaus diesen in einem vom AuBen-
umfang 20 riickspringenden Absatz 22 (Fig. 1C) aufnimmt, ist der Ringraum 24
im Wesentlichen ausschlieBlich durch den Auflagering 14 begrenzt. Damit kommt
der in der chemisch-mechanischen Poliervorrichtung zu polierende Halbleiterwa-
fer ausschlieBlich mit dem vergleichsweise weichen Kunststoffmaterial des Aufla-
geringes 14 in Kontakt, so dass die Gefahr von Beschadigungen am Rand des

Halbleiterwafers minimiert ist.

Figur 1D zeigt schlieBlich den Haltering 10 nochmals in perspektivischer Darstel-
lung und verdeutlicht insbesondere, dass der Innenraum des Halteringes 10

hauptséchlich von dem Auflagering 14 begrenzt wird.

Die Figuren 2A bis 2D zeigen éine weitere Variante eines erfindungsgemaBen
Halteringes 30, der, &hnlich wie der Haltering 10 der Figuren 1A bis 1D, aus ei-
nem Tragerring 32 aus Stahl und einem Auflagering 34 aus Kunststoffmaterial
hergestellt ist. Der Trégerring 32 weist in regelmaBigen Winkelabstinden Gewin-
debohrungen 36 auf, die der Befestigung des Halteringes 30 an der chemisch-
mechanischen Poliervorrichtung dienen. Eine Ausnehmung 38 sorgt fir eine defi-
nierte Einbaulage des Halteringes in der chemisch-mechanischen Poliervorrich-

tung, da im montierten Zustand in diese ein Vorsprung dieser Vorrichtung ein-
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greift. Damit sind die Gewindebohrungen 36 zu den entsprechenden Befesti-
gungselementen seitens der Poliervorrichtung ausgerichtet, und die Montage
mittels Schraubbolzen kann in einfacher Weise erfolgen. Der AuBenumfang des
Halteringes 30 ist so gestaltet, dass die AuBenumfangsflachen von Tragerring 32
und Auflagering 34 miteinander fluchten. Der Auflagering 34 erstreckt sich in ra-
dialer Richtung weiter zur Mitte, als dies bei dem Trégerring 32 der Fall ist. Vom
AuBenumfang 40 ist an dem Auflagering 34 ein riickspringender Absatz 42 vor-
gesehen, der den Tragerring 32 aufnimmt (Fig. 2C). Damit ist ein von dem Hal-
tering 30 gebildeter Innenraum 44 wiederum im Wesentlichen ausschlieBlich von
dem Auflagering 34 bzw. von dessen relativ weichem Kunststoffmaterial be-
grenzt. Dies ist aus der Schnittansicht Iéngs Linie A-A in Fig. 2A wie in Fig. 2B
dargestellt ersichtlich. Dies verdeutlicht insbesondere auch Fig. 2D. Im Bereich
des Absatzes 42 weist der Auflagering 34 an seiner mit dem Trégerring 32 in
Kontakt stehenden radialen Flache eine ringférmige Rippe 43 auf, welche in eine
hierzu komplementédre Ringnut 45 an der Unterseite des Tragerringes 32 ein-
greift.

Bei dieser Ausfiihrungsform des erfindungsgemaBen Halteringes lasst sich die
Verbindung zwischen dem Auflagering 34 und dem Tréagerring 32 durch einen
Presssitz schaffen, bei dem die ringformige Rippe 43 in die Ringnut 45 einge-

presst wird.

Dadurch kommt ein form- und kraftschliissiger Verbund zwischen Tragerring und
Auflagering zustande, der klebemittelfrei zu einer drehfesten Verbindung fuhrt.
Diese Verbindung ist fiir den Fall der abrasiven Abnutzung des Auflageringes 34
l6sbar, und der Tragerring 32 ist mit einem neuen Auflagering 34 im Presssitz
wieder bestilickbar, ohne dass der Tragerring 32 in groBerem Umfang fur das
neue Einsetzen des Auflageringes 34 vorbereitet werden misste. Insbesondere
entféllt, wie im Stand der Technik notwendig, das miihevolle Entfernen von Kle-

bemittelresten, was dort auch zu einem VerschleiB3 des Tragerringes selbst fuhrt.
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Auf Grund der erfindungsgemaBen Ausgestaltung des Halteringes 30 kann im
Prinzip eine beliebige Anzahl von Auflageringen 34 mit einem einzigen Tragerring
32 verwendet werden. Dadurch lassen sich die Kosten fiir das chemisch-mecha-
nische Polieren von Halbleiterwafern drastisch reduzieren, insbesondere auch
deshalb, weil der Auflagering 34 als VerschleiBteil wesentlich kostenglinstiger

herstellbar ist als der vergleichsweise aufwéndig zu fertigende Trégerring 32.

Auch bei diesem Haltering Gbernimmt der Trégerring 32 wieder die Aufgabe, den
Ring mechanisch zu stabilisieren und damit fir eine fixierte Geometrie desselben
zu sorgen. Der Auflagering 34 mit seinem vergleichsweise weichen Material
schiitzt die Halbleiterwafer vor Kontakt mit dem Tragerring 32 und vermeidet

damit Beschadigungen am Rand der Halbleiterwafer.

Eine weitere Variante eines erfindungsgeméaBen Halteringes 50 ist in den Figuren
3A bis 3D dargestellt. Auch hier Gbernimmt ein Trégerring 52 die Aufgabe, den
Haltering 50 mechanisch zu stabilisieren und fiir dessen exakte Geometrie zu ga-

rantieren. Er ist bevorzugt aus Stahl hergestellt.

Der Tragerring 52 tragt auf seiner zu der Auflageflache der chemisch-mechani-
schen Poliervorrichtung weisenden Seite einen Auflagering 54, der wiederum aus
Kunststoffmaterial hergestellt ist.

Auf seiner zu der Poliervorrichtung liegenden Seite weist der Trégerring 52 in re-
gelmaBigen Winkelabstédnden Gewindebohrungen 56 auf, Uber die der Haltering

50 mit der Poliervorrichtung liber Gewindebolzen verbunden werden kann.

Ferner weist der Tragerring 52 an seiner der Poliervorrichtung zugewandten Seite
eine Ausnehmung 58 auf, die dem definierten Einsetzen des Halteringes 50 in der
chemisch-mechanischen Poliervorrichtung dient, so dass die Gewindebohrungen

56 mit entsprechenden Durchlassen auf Seiten der Poliervorrichtung fluchten und

Schraubbolzen hier einfach eingesetzt und eingeschraubt werden kénnen.
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Die Figur 3B zeigt einen erfindungsgemaBen Haltering 50 in Schnittdarsteliung
ldngs Linie A-A der Figur 3A, wobei hier ersichtlich ist, dass der AuBenumfang 60
des Halteringes 50 hier von einem in Axialrichtung verlaufenden, vom Auflagering
54 getragenen Bund 66 gebildet wird, welcher die auB3en liegende Umfangsflache
des Tragerringes 52 im Wesentlichen vollsténdig bedeckt. Damit ist der Trager-
ring 52 in einem Ringkanal 62 des Auflageringes 54 angeordnet und an seinen in
Axialrichtung verlaufenden Oberflachen im Wesentlichen durch das Kunststoff-

material des Auflageringes bedeckt.

Damit eréffnet sich flir den Konstrukteur die Méglichkeit, ein glinstigeres metalli-
sches Material zu verwenden, was zum einen die gleichen mechanischen Eigen-
schaften wie das zuvor angesprochene Stahlmaterial aufweist, jedoch kostengin-
stiger, insbesondere auch fir die Herstellungsvorgange des Trégerringes 52, ist.
Das Kunststoffmaterial des Auflageringes 54 schilizt dabei die Oberfléchen des
Tragerringes 52 in den Bereichen, in denen dieser potenziell mit den chemischen
Agentien, die fir den chemisch-mechanischen Poliervorgang verwendet werden,
in Berlthrung kommen kénnten. Eine Korrosion an der Oberfldche des Tragerrin-
ges findet deshalb auch bei der Verwendung von kostenglinstigeren Materialien
nicht statt.

Der Tragerring 52 ist bei der in Figur 3 dargestellten Ausfiihrungsform eines Hal-
teringes 50 mit dem Auflagering 54 im Presssitz verbunden, so dass wiederum
eine klebemittelfreie Verbindung gegeben ist. Der Kraftschluss zwischen dem
Tragerring 52 und dem Auflagering 54 ist hormalerweise ausreichend, um hier

auch fiir eine drehfeste Verbindung zu sorgen.

Beil besonderen Beanspruchungen kann jedoch eine Verdrehsicherung vorgese-
hen sein, wie sie beispielhaft in der Figur 3D dargestellt ist. Zu diesem Zweck
werden an einer oder mehreren Stellen des Tragerringes 52 und des Auflagerin-
ges 54 Uber den Umfang des Halteringes 50 verteilt Riickspriinge vorgesehen,

die zusammen miteinander einen Hohlraum schaffen, in den ein aushéartbares
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organisches oder anorganisches Material einfillbar ist. Beim Montieren des Tra-
gerringes 52 am Auflagering 54 ist das Material noch weich und verformbar und
flit deshalb im Wesentlichen die von den Riickspriingen seitens des Auflagerin-
ges 54 und des Tragerringes 52 gebildeten Hohlrdume aus. Danach wird das Ma-
terial in den Riickspriingen ausgehartet und stellt damit eine Verdrehsicherung
dar. Gleichzeitig ist somit eine Art Sicherung dafiir geschaffen, dass der Auflage-

ring nicht ohne Weiteres von dem Trégerring 52 abgezogen werden kann,

Die Auswahl an in den Hohlraum 68 einzubringenden aushé&rtbaren Materialien,

die dann eine Befiillung 69 bilden, ist sehr groB, da diese Volumina véllig von der
Umgebung abgeschirmt sind und lediglich den mechanischen Anforderungen, die
die mechanische Beanspruchung beim Poliervorgang vorgeben, standhalten mis-

sen. Vorzugsweise werden thermisch aushartbare Materialien verwendet.

Auch bei dieser Variante erstreckt sich der Auflagering 54 in Radialrichtung des
Halteringes 50 so weit nach innen, dass der gebildete Innenraum 64 im Wesentli-
chen durch das relativ weiche Material des Auflageringes 54 begrenzt wird und
die darin gehaltenen Halbleiterwafer an ihren Rdndern beim chemisch-mechani-

schen Poliervorgang nicht beschadigt werden kénnen.

Die zuvor anhand der Figur 3B beschriebene Verdrehsicherung bei den erfin-
dungsgemaBen Halteringen ldsst sich auch auf die bereits zuvor beschriebenen
Ausflhrungsformen der Halteringe 10 und 30 anwenden, ebenso wie fiir die .
Mehrzahl der im Nachfolgenden besprochenen Halteringe, auch wenn dies spéter

im Einzelnen nicht mehr erwdhnt wird.

Die Figuren 4A bis 4D zeigen eine weitere Variante eines erfindungsgeméBen
Halteringes 70, welcher im Wesentlichen aus zwei Teilen zusammengesetzt ist,
namlich einem Tragerring 72 und einem Auflagering 74. Der Trégerring 72 weist
wieder in regelmaBigen Winkelabsténden angeordnete Gewindebohrungen 76

sowie eine Ausnehmung 78 auf, deren Funktion den Gewindebohrungen und
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Ausnehmungen der zuvor beschriebenen Halteringe entspricht. Auch hier er-
streckt sich der Auflagering 74 wiederum weiter radial nach innen als der Trager-
ring 72 und sorgt dadurch fir einen Innenraum 84, der im Wesentlichen von dem
Kunststoffmaterial des Auflageringes 74 begrenzt wird und damit schonend fiir
die darin aufgenommene Halbleiterwafer ist. Der AuBenumfang 80 des Halterin-
ges 70 wird hier wiederum von dem Kunststoffmaterial des Auflageringes 74 bzw.
dessen Bund 86 gebildet, so dass das Material des Tragerringes 72 ganz unter
den Gesichtspunkten der hier hotwendigen Festigkeit ausgewahlt werden kann,
unabhéngig davon, ob dieses ausreichend inert gegentber den chemischen
Agentien ist, die bei dem chemisch-mechanischen Poliervorgang verwendet wer-
den. Der Bund 86 schitzt die AuBenoberflache des Trégerringes 72 gegen einen
eventuellen Angriff dieser Materialien. AuBerdem ist der Trégerring 72 in einem
Ringkanal 82 eingepresst, wie dies am besten in der Detaildarstellung der Figur
4B, die eine Schnittdarstellung langs Linie A-A in Fig. 4A beinhaltet, zum Aus-
druck kommt, ebenso wie in Fig. 4C.

Aus der Detaildarstellung der Figur 4C ist ferner eine Besonderheit dieser Vari-
ante des Halteringes 70 ersichtlich, der ansonsten dhnlich aufgebaut ist wie der
Haltering 50 der Figuren 3A bis 3D.

An der innen liegenden Umfangswandung des Ringkanals 82 ist an mindestens
einer Stelle, besser jedoch in regelméaBigen Winkelabstédnden Uber den gesamten
Umfang des Ringkanals 82 verteilt, eine Rastverbindung 85 vorgesehen, welche
aus einer federnd am Auflagering 74 gehaltenen Nase 87 und einem hierzu in der
innen liegenden Umfangswand des Trégerringes 72 angeordneten Ausnehmung
besteht.

Beim Einpressen des Tragerringes 72 in den Ringkanal 82 des Auflageringes 74
rastet in der Endstellung die Rastverbindung 85 ein, d.h. die Nase 87 greift in die

hier vorgesehene komplementére Ausnehmung seitens des Tragerringes 72 ein



WO 2004/033151 PCT/EP2003/010869

- 20 -

und fiihrt so zu einer Abziehsicherung einerseits und zu einer drehfesten Verbin-

dung zwischen Tragerring 72 und Auflagering 74 andererseits.

Ublicherweise erzielt man bereits mit dem Einpressen des Trigerringes 72 in den
Auflagering 74 eine ausreichende Drehfestigkeit, so dass die Rastverbindung 85

hier nur noch eine zusatzliche Verdrehsicherung darstellt.

Auch hier wiederum ist die Méglichkeit geschaffen, den Auflagering 74 im Falle
des UibermaBigen VerschleiBes von dem Tragerring 72 leicht abzulésen und durch
einen neuen Auflagering 74 zu ersetzen. Auch hier ist es nicht notwendig, den
Tragerring 72 besonders zu reinigen und vorzubereiten, bevor wieder ein neuer

Auflagering 74 montiert werden kann.

Die Figuren 5A bis 5D zeigen eine weitere Variante eines erfindungsgemaBen
Halteringes 90. Der Haltering 90 setzt sich aus einem Trédgerring 92 und einem
Auflagering 94 zusammen, wobei der Tragerring 92 wiederum bevorzugt aus
Stahl hergestelit ist, und der Auflagering 94 aus einem Kunststoffmaterial, insbe-
sondere aus Polyphenylensulfid, PEEK, PAI, PI, PA, POM, PET oder aus PBT in rei-
ner oder modifizierter Form. Wiederum kénnen reib- und/oder verschleiBmin-
dernde Zusatzstoffe zur Verbesserung der tribologischen Eigenschaften beige-
mischt sein, zum Beispiel PTFE, Polyimid, Molybdandisulfid, Graphit, Bornitrid,
Nanopartikel oder dergleichen.

Der AuBenumfang 100 des Halteringes 90 wird hier von den fluchtenden AuBen-

oberflachen von Tragerring 92 und Auflagering 94 gebildet.

Anders als bei den bisher vorgestellten Varianten ist bei dem Auflagering 94 kein
riickspringender Absatz vorgesehen, sondern eine Radialfladche 102, die dem Tra-
gerring 92 gegenliberliegt. Diese Radialflaiche 102 beinhaltet eine oder mehrere,

im vorliegenden Fall fiinf, konzentrische ringférmige Rippen 103, die in Axialrich-

tung von der Radialflache 102 abstehen. Die zur Radialflache 102 komplementare
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Fldche des Trégerringes 92 weist entsprechende konzentrische Hinterschnei-

dungen 104 auf, in die die Rippen 103 aufgenommen werden kdnnen.

Die Aufnahme der Rippen 103 in den Hinterschneidungen 104 erfolgt vorzugswei-
se durch Auf- oder Einschrumpfen, wobei entweder zuerst das metallische Mate-
rial des Tragerringes erwarmt wird, so dass die Hinterschneidungen 104 sich er-
weitern, dann der Auflagering 94 mit seinen Rippen 103 auf den Trégerring 92
aufgesetzt und die Rippen in die Hinterschneidungen eingeflihrt werden, worauf
dann bei einem Abkilhlen des Tragerringes 92 eine Verengung der Hinterschnei-
dungen erfolgt, so dass diese dann in Form- und Kraftschluss die Rippen 103 fas-
sen. Alternativ kann das Kunststoffmaterial abgekiihlt und die Rippen 103 in die

Hinterschneidungen 104 eingefiihrt werden.

Auf diese Art lasst sich bei dieser Variante ein form- und kraftschliissiger Verbund

zwischen dem Tragerring 92 und dem Auflagering 94 schaffen.

Auch hier ist wiederum durch den Form- und Kraftschluss eine Verdrehsicherheit
gegeben, die man jedoch, wie bei den vorhergehenden Varianten gezeigt, bei-
spielsweise durch das Vorsehen weiterer Verdrehsicherungen zusétzlich verbes-

sern kann.

Der Aufbau des Halteringes 90 ist insbesondere in der Figur 5B, welche eine
Schnittdarstellung langs Linie A-A der Figur 5A darstelit, sowie in der Detaildar-
stellung der Figur 5C zu sehen.

Die Figuren 6A bis 6D zeigen eine weitere Variante des erfindungsgeméBen Hal-

teringes 110 mit einem Tragerring 112 und einem Auflagering 114.

Die Besonderheit bei dieser Ausfilhrungsform besteht darin, dass der Tragerring
112 segmentiert, d.h. nicht mehr einstlickig ausgebildet, ist, wie dies im Falle der

bislang besprochenen Halteringe 10, 30, 50, 70 und 90 der Fall war.
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Der Aufnahmering 114 weist an seinem AuBenumfang einen radial riickspringen-
den Absatz 116 auf, welcher an seiner radial auBen liegenden Umfangswandung
eine sich radial nach innen erstreckende Ringnut 118 aufweist. Der Tragerring
112 weist an seinem dem Auflagering 114 zugewandten Ende einen radial nach
innen vorspringenden Flansch 120 auf, welcher beim Zusammenbau des Halte-
ringes 110 in die Ringnut 118 des Aufnahmeringes 114 eingepresst wird. Die Fi-
gur 6B zeigt dies im Einzelnen mit ihrer Schnittdarstellung langs Linie A-A der
Figur 6A. Im Ubrigen ist dies auch noch einmal der vergréBernden Detaildarstel-

lung der Figur 6C zu entnehmen.

Die Figur 6D schlieBlich zeigt die Segmentierung des Tragerringes 112 in zwei

Halbkreissegmente 122, die zusammen den Tragerring 112 bilden.

In den Tragerringsegmenten 122 sind wiederum Gewindebohrungen 124 vorge-
sehen, Uber die der Tragerring mit der Poliervorrichtung verschraubbar ist. Eine
Ausnehmung 126 an der Oberseite des Tragerringes 112 sorgt wieder fiir eine

richtige Einbaulage des Halteringes in der Poliervorrichtung.

Bei dieser Variante kann der Tragerring 112 besonders einfach von dem Auflage-
ring 114 getrennt werden und wiederum sind keine weiteren Vorbereitungsar-
beiten notwendig, bevor man einen neuen Auflagering 114 mit dem Trégerring
112 verbindet.

Die Figuren 7A bis 7D zeigen eine weitere Variante eines erfindungsgemaBen

Halterings 130 mit einem Trégerring 132 und einem Auflagering 134,

Bei dieser Variante ist der Gedanke der Segmentierung des Trédgerrings 132, wie
bereits in der Ausfithrungsform der Figuren 6A bis 6D zum Ausdruck kommt, wei-
tergefhrt und hier sind insgesamt 12 Segmente 133 vorhanden (vgl. insbeson-
dere die rdumliche Darstellung in der Fig. 7D zusammen mit dem Trégerring
132).
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Der Aufnahmering 134 ist einstlickig ausgebildet und weist an seinem AuBenum-
fang 136 einen rings umlaufenden Schlitz 137 (vgl. Schnittansicht 1&dngs Linie A-A
der Fig. 7A wie in Fig. 7B dargestellt) auf sowie auf der zur Poliervorrichtung hin-
weisenden Seite in regelméBigen Winkelabstanden vom AuBenumfang und in-

Axialrichtung zur Poliervorrichtung durchgehende Riickspriinge 138 auf.

Die Tragerringsegmente 133 sind aus einem Flanschteil 139, welches beispiels-
weise aus Flachmaterial hergestellt sein kann. An seiner zur Poliervorrichtung
hinweisenden Oberflache trédgt das Flanschteil 139 eine Gewindebuchse 140, die
beim Einsetzen des Flanschteils 139 in den Ringschlitz 137 in die Ausnehmungen
138 einrtckt und so von Seiten der Poliervorrichtung fiir ein Verschrauben des

Halterings 130 zugénglich ist (Fig. 7C).

Beim Einflihren der Flanschteile 139 in den Ringschlitz 137 am AuBenumfang 136
des Auflagerings 134 werden die Flanschteile 139 eingepresst, so dass diese im

Presssitz in dem Auflagering 134 gehalten sind.

Eine Verdrehsicherung ergibt sich hier automatisch durch das Einrlicken der Ge-
windebuchsen 140 in die Ausnehmungen 138, so dass weiter MaBnahmen zur

Verdrehsicherung hier nicht notwendig sind.

Um eine gezielte Positionierung des Halterings 130 in der Poliervorrichtung zu
gewahrleisten, weist dieses Mal der Auflagering 134 eine Ausnehmung 142 auf,
in die ein Vorsprung auf Seiten der Poliervorrichtung (nicht gezeigt) eingreift und
so fiir eine eindeutige Positionierung des Halterings 130 in der Poliervorrichtung
sorgt.

Eine weitere Variante eines erfindungsgemafBen Halterings 150 mit segmentier-

tem Tragerring 152 ist in den Figuren 8A bis 8D dargestelit.
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Wiederum weist der Auflagering 154 im Bereich eines Absatzes 156 eine radial
nach auBen sich 6ffnende Ringnut 158 auf, wahrend der Tragerring 152, der aus
Ringsegmenten 153 gebildet wird, an seinem zur Auflageflache weisenden Ende
einen Segmentflansch, der radial nach innen weist, tragt. Dieser Ringsegment-
flansch 160 greift im montierten Zustand in die Ringnut 158 ein und ist dort ein-
gepresst.

Anders als bei der in den Figuren 7A bis 7D beschriebenen Variante sind die Ge-
windebohrungen 162 in den Ringsegmenten 153 eingebracht ebenso wie eine

entsprechende Ausnehmung 164 von den Ringsegmenten 153 gebildet wird.

Die Figuren 9A bis 9D zeigen eine weitere Variante eines erfindungsgemaBen
Halterings 170 mit einem einteiligen Tréagerring 172 und einem einteiligen Auf-
nahmering 174. Bei dieser Variante ist der Tragerring 172 mit einer konzentri-
schen Ringnut 176 versehen, mit einer im Wesentlichen achsparallelen Wandung
178, die dies am Besten in der Schnittdarstellung der Figur 9B (Schnittdarstel-
lung ldngs Linie A-A der Figur 9A) sowie der Detaildarstellung der Figur 9C er-
sichtlich ist.

In die achsparallele Wandung 178 ist ein Gewindeabschnitt 179 eingearbeitet.

Der Auflagering 174 weist an seiner zur Tragerringseite hinweisenden Seite eine
ringférmige Rippe 180 auf, welche auch aus Ringsegmenten bestehen kann. Das
bedeutet, die Rippe 180 braucht nicht liber den gesamten Umfang von 360° vor-

handen sein, sondern kann auch nur in Abschnitten ausgebildet sein.

Diese Rippe 180 weist an ihrer innen liegenden achsparallelen Wandung einen In-
nengewindeabschnitt auf, mit dem der Auflagering 174 mit dem Trégerring 172

verschraubt werden kann.
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Auch auf diese Weise lassen sich Trégerring 172 und Auflagering 174 kraft- und
formschliissig miteinander verbinden, wobei in der Regel auch eine drehfeste
Verbindung erzielt werden kann, indem die Kraft bzw. das Drehmoment mit dem
die Gewindeverbindung am Ende angezogen wird, entsprechend gewahlt werden.
Dartber hinaus lasst sich die drehfeste Verbindung zwischen Trégerring 172 und
Auflagering 174 zusétzlich dadurch noch sichern, dass man zu Sicherungsmitteln

greift, wie sie im Rahmen der Figur 3D beschrieben wurden.

Auf Seiten des Trégerrings 172 sind wieder Gewindebohrungen 182 in regelmagi-
gen Winkelabstédnden angeordnet, liber die der Haltering 170 insgesamt in der
Poliervorrichtung montierbar ist. Fir eine korrekte Orientierung des Halterings
bei der Montage in der Poliervorrichtung dient wiederum eine Ausnehmung 184,

in die ein entsprechender Vorsprung seitens der Poliervorrichtung eingreift.

Figur 9E zeigt eine Schnittdarstellung einer Weiterbildung der Ausflhrungsform
der Figuren 9A bis 9D.

Bei diesem Haltering 170" sind Trégerring 172' und Auflagering 174" miteinander
verschraubt wie dies beim Haltering 170 der Figuren 9A bis D ebenfalls der Fall
ist. Im Unterschied zum Haltering 170 weist jedoch beim Haltering 170' der Figur
9E der Trégerring 172' eine Ringnut 176' auf, welche in beiden radial beabstan-
deten Seitenwénden, die parallel zur Drehachse des Rings ausgerichtet sind,
gleichlaufende Gewindegénge aufweist. Dies bedeutet, dass die Gewinde radial
fluchtend verlaufen, bei in Radialrichtung gemeinsamem Gewindeanfang 181',
182" und gleicher Gewindesteigung. Korrespondierend hierzu weist der Auflage-
ring 174" einen Ringbund 180" auf, welcher komplementar zu der Ringnut 176'
ausgebildet ist und an seiner inneren und an seiner duBeren Seitenwand gleich-
laufende Gewindegénge 175', 177" aufweist. Figur 9F zeigt dies in einer Schnitt-
ansicht langs Linie A-A der Figur 9E.
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Diese Ausfiihrungsform bietet eine noch besser stabilisierende Verbindung zwi-
schen Tragerring 172' und Auflagering 174' als dies beim Haltering 170 der Fall
ist.

Insbesondere ist der Auflagering 174' sehr gut gegen Kippmomente gesichert am
Tragerring 172' gehalten.

Eine Verdrehsicherung erhalt man beim Haltering 170' dadurch, dass bei in dem
Tragerring 172' eingeschraubten Auflagering 174' von der dem Auflagering 174"
abgewandten Seite des Trégerrings 172' eine Sicherungsschraube 183" parallel
zur Drehachse des Rings eingeschraubt wird, welche bis in eine Ausnehmung
185" im Auflagering 174' reicht und damit verhindert, dass sich die Schraubver-
bindung zwischen Tréger- und Auflagering unbeabsichtigt I6sen kann. Eine solche
Sicherung l&sst sich z.B. auch bei dem Ausfilhrungsbeispiel der Figuren 9A bis D

verwenden.

Die Figuren 10A bis 10F zeigen eine weitere Variante eines erfindungsgeméBen
Halterings 190, bei dem ebenfalls die form- und kraftschliissige Verbindung zwi-
schen einem Tréagerring 192 und einem Auflagering 194 mittels einer Verschrau-
bung hergestellt wird. Der Trédgerring 192 ist in einem von dem AuBenumfang
196 rlckspringenden Absatz 198 aufgenommen, welcher eine achsparallele Wan-
dung 199 mit einem darin integrierten Gewindeabschnitt 200 aufweist. Der Tr&-
gerring 192 weist an seiner innenliegenden achsparallelen Oberfliche ebenfalls
einen Gewindeabschnitt auf, mit dem dieser dann mit dem Auflagering 194 ver-
schraubbar ist. Wiederum l&sst sich Uiber die Verschraubung eine kraft- und
formschllssige Verbindung zwischen dem Trégerring 192 und dem Auflagering

194 herstellen, wobei diese Verbindung in der Regel ausreichend drehfest ist.

Um zusatzlich zu einer Drehsicherung zu kommen, kann entweder wie in Figur
3D dargestellt in Ausnehmungen flieBféhiges aushértbares Material eingebracht

werden, und dieses nach fertiger Montage ausgehéartet werden oder aber, wie in
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den Varianten der Figuren 10D und 10E gezeigt, mit einem Sicherungsstift oder
Sicherungsbolzen das Verdrehen von Auflagering 194 gegentiber dem Tragerring
192 verhindert werden. Dort ist zum einen in der Figur 10D ein radial eingesetz-
ter Bolzen 202 vorgesehen, der in Radialrichtung sowohl den Trégerring 192
durchsetzt als auch in den Auflagering 194 eingreift.

Eine alternative Variante fiir diese Art der Sicherung ist in Figur 10E dargestelit,
wo in achsparalleler Anordnung ein Sicherungsbolzen 204 in eine gemeinsam von
einer Ausnehmung seitens des Tragerrings 192 und seitens des Auflagerings 194
gebildete Bohrung eingesetzt wird. Am Trégerring 192 sind wiederum Gewinde-
bohrungen 206 angeordnet, mittels denen Halteringe 190 in der Poliervorrichtung

befestigt werden kénnen.

Eine Ausnehmung 208 sorgt fiir den korrekten Einbau des Halterings 190 in der

Poliervorrichtung.

SchlieBlich zeigen die Figuren 11A bis 11D eine weitere Variante eines erfin-
dungsgeméBen Halterings 210, welcher aus einem Tragerring 212 und einem
Auflagering 214 gebildet wird. Der Trégerring weist wieder mit regelmaBigen
Winkelabsténden angeordnete Gewindebohrungen 216 an seiner zur Poliervor-
richtung weisenden Oberflache auf sowie eine Ausnehmung 218, iiber die ein
korrekter Sitz des Halterings 210 in der Poliervorrichtung gewahrleistet wird. Hier
liegen der Tragerring 212 und der Auflagering 214 mit zwei im Wesentlichen pa-
rallelen Oberflachen einander gegeniiber, wobei in die Oberfliche des Tragerrings
212 ein oder mehrere, im vorliegenden Fall drei, konzentrische Ringkandle 221,
222, 223 eingearbeitet sind (vgl. vergroBerte Detaildarstellung der Figur 110).
Benachbart zu den radial jeweils auBen liegenden Bereichen des Tragerrings 212
sind Nuten 224, 225 angeordnet, die ringférmig und konzentrisch angeordnet
sind und Dichtungselemente 226, 227 aufnehmen. Die Ringkandle 221, 222, 223

stehen miteinander in FlieBverbindung (im Einzelnen nicht gezeigt).
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An mindestens einer Stelle weist der Trégerring 212 eine Radialbohrung 228 auf,
die auf eine Axialbohrung 230 trifft, welche von der dem Auflagering 214 abge-
wandten Oberfldche des Trégerrings 212 bis in mindestens einen der Ringkanéle
221, 222 oder 223 fihrt.

In die Axialbohrung 230 l&sst sich ein Verschiussstopfen 232 einschrauben, der
zunachst in nur wenig eingeschraubtem Zustand in der Bohrung 230 gehalten
wird. Sobald der Auflagering 214 mit dem Tragerring 212 zusammengefiigt ist
kann lber die Radialbohrung 228 ein Vakuum angelegt werden und damit das
Volumen der Ringkanale 221, 222, 223 evakuiert werden. Aufgrund des in den
Ringkandlen entstehenden Vakuums wird dann ohne weiteres der Auflagering
214 an dem Tragerring 212 gehalten. Danach l&dsst sich der Verschlussbolzen 232
weiter in die Bohrung 230 einschrauben, so dass die Radialbohrung 228 ver-
schlossen wird. Damit bleibt das Vakuum in den Ringkanélen 221, 222, 223 er-

halten, ohne dass weiter Uber die Radialbohrung 228 evakuiert werden muss.

Damit hat man eine sehr einfache I6sbare Verbindung zwischen dem Trégerring
212 und dem Auflagering 214 geschaffen, welche kraftschliissig fiir eine dreh-

feste Verbindung zwischen diesen beiden Teilen des Halterings 210 sorgt.

Beim Austausch des verschlissenen Auflagerings 214 braucht dann nur noch der
Verschlussbolzen 232 herausgedreht werden, bis tiber die Radialbohrung 228
eine Bellftung der Ringkandle 221, 222, 223 méglich ist. Dann lasst sich der
Auflagering 214 ohne Kraftaufwand von dem Trégerring 212 entfernen und ein
neuer Auflagering 214 in der zuvor beschriebenen Weise auf dem Trégerring 212

montieren.
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PATENTANSPRUCHE

Haltering zur Montage in einer chemisch-mechanischen Poliervorrichtung

flr Halbleiterwafer, umfassend:

einen Tragerring aus einem ersten Material, welcher Montageelemente um-

fasst, mit denen der Trégerring an der Poliervorrichtung montierbar ist;

einen konzentrisch am Trégerring angeordneten Auflagering aus einem
Kunststoffmaterial, welcher mit einer ersten Stirnseite auf einer Polierfldche
der Poliervorrichtung aufliegt und welcher auf seiner zur ersten Stirnseite
axial entgegengesetzten Seite am Tragerring klebemittelfrei, 16sbar, dreh-

fest, form- und/oder kraftschllssig gehalten ist,

wobei das erste Material eine hohere Steifigkeit aufweist als das Kunststoff-

material des Auflageringes.

Haltering nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 16sbare,
drehfeste, form- und/oder kraftschliissige Verbindung von Auflagering und
Tragerring im Bereich einer duBeren Umfangsflache des Auflagerings herge-
stellt ist.

Haltering nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagering
zur Seite des Tragerringes benachbart einen vom Umfang riickspringenden,
dem Umfang folgenden Riicksprung aufweist, in welchem der Trégerring
aufgenommen ist, und dass die duBere Umfangsflache zur Herstellung der
form- und/oder kraftschlissigen Verbindung eine Umfangsfldche des Riick-

sprunges ist.
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Haltering nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragerring
mit seiner duBeren Umfangsflache im Wesentlichen mit der duBeren Um-

fangsflache des Auflageringes fluchtet.

Haltering nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagering
einen die Auflagefiéche der Stirnseite dieses Ringes vergroBernden, rings

umlaufenden, radial nach auBen abstehenden Flansch umfasst.

Haltering nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Auflagering und der Trédgerring in miteinander verbunde-
nem Zustand in vorgegebenen Oberfldchenbereichen flachig aneinander an-
liegen und dass der Auflagering und der Trégerring zueinander komplemen-
tdre Vor- bzw. Riickspriinge aufweisen, mittels welchen der Auflagering und

der Tragerring zentrierbar sind.

Haltering nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflachen-
bereiche, in denen Tragerring und Auflagering flachig aneinander anliegen,

eine radiale Ausrichtung aufweisen.

Haltering nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die zuein-
ander komplementéaren Vor- und Riickspriinge von Auflage- und Trégerring
an den Oberflachenbereichen, an denen Trdger- und Auflagering aneinan-
der anliegen, angeordnet sind.

Haltering nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor- und

Rickspriinge von Auflage- und Tragerring mittels Presssitz verbindbar sind.

Haltering nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufla-
gering an seinem AuBBenumfang einen in Axialrichtung von der ersten Stirn-

seite wegweisenden umiaufenden Bund umfasst, welcher an der duBeren



WO 2004/033151 PCT/EP2003/010869

11.

12.

13.

14,

15,

-31 -

Umfangsfléche des Trégerringes anliegt und diesen im Wesentlichen ganz-
flachig bedeckt.

Haltering nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragerring an
seinem mit dem Auflagering in Kontakt stehenden Oberflédchenbereich eine
Ringnut mit einer im Wesentlichen achsparallelen Wandung aufweist, wobei
die achsparallele Wandung einen Gewindeabschnitt umfasst und wobei der
Auflagering an seiner zur ersten Stirnseite axial entgegengesetzten Seite
einen oder mehrere komplementér zur Ringnut angeordnete Vorspriinge
aufweist, welche einen komplement&r zum Gewindeabschnitt der achspa-

rallelen Wandung der Nut ausgebildeten Gewindeabschnitt aufweisen.

Haltering nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringnut des
Tragerrings zwei achsparallele, in Radialrichtung von einander beabstandete
Seitenwdnde aufweist, in welche gleichlaufende Gewinde eingearbeitet sind,
und dass der oder die Vorspriinge des Auflagerings zu den gleichlaufenden

Gewinden komplementér ausgebildete Gewindeabschnitte aufweisen.

Haltering nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Auflagering und Tradgerring mit zusammen wirkenden Rast-
mitteln versehen sind, welche im montierten Zustand der Ringe eine Rast-
verbindung bilden und die Ringe gegen axial wirkende Kréfte im montierten
Zustand sichern.

Haltering nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastverbin-

dung als Verdrehsicherung ausgebildet ist.

Haltering nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragerring
und der Auflagering zueinander komplementar ausgebildete Oberflachen-
bereiche aufweisen, (iber welche sie im montierten Zustand aneinander an-

liegen, und dass die Oberfléchenbereiche zueinander komplementér ausge-
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bildete Vor- und Rﬂcksprﬂﬁge aufweisen, mit Hilfe welcher die Ringe mittels

Ein- oder Aufschrumpfen miteinander verbindbar sind.

Haltering nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagering
an seiner Umfangsfléche eine radial sich nach auBen 6ffnende Ringnut auf-
weist und dass der Trégerring aus mehreren Ringsegmenten zusammenge-
setzt ist, welche ein im Wesentlichen komplementar zur Ringnut ausgebil-
detes Flanschteil umfassen sowie einen oder mehrere Montageabschnitte,
welche in Axialrichtung von der der Auflageflache des Auflageringes abge-
wandten Seite flr eine Montage des Tragerringes an der Poliervorrichtung

zur Verfugung stehen.

Haltering nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Montageab-

schnitte axial von den Flanschteilen abstehende Elemente umfassen.

Haltering nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut in ihrer
der Auflagefldche des Auflageringes axial abgewandten Nutwandung Aus-
nehmungen umfasst, in welche radial von auBen die Elemente der Monta-

geabschnitte einriickbar sind.

Haltering nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagering

und der Tragerring zueinander komplementéare und im montierten Zustand
zueinander ausgerichtete Oberflachen aufweisen, welche zwischen sich ei-

nen Ringkanal bilden, der Uber ringférmige Dichtelemente abgedichtet ist,

und dass der Tragerring eine von auBen zugéngliche, in den Ringkanal fiih-
rende, verschlieBbare Offnung aufweist, liber welche der Ringkanal evaku-
ierbar ist. |

Haltering nach einem oder mehreren der voranstehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Auflagering und der Trégerring an mindes-

tens einem Oberflachenbereich, an dem diese Ringe aneinander anliegen,



WO 2004/033151 PCT/EP2003/010869

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

- 33 -

einen Hohlraum aufweist, welcher von Riickspriingen sowohl in der Oberfla-
che des Auflageringes als auch in der Oberflache des Trégerringes gebildet

wird und welcher Hohlraum mit einer aushartbaren Masse befiillbar ist.

Haltering nach einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
dass der Auflagering mit dem Tragerring mittels eines in beiderseitige Aus-

nehmungen eingreifenden Bolzens drehfest miteinander verbunden sind.

Haltering nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Bolzen ein
Gewindebolzen ist und dass die Ausnehmung einen zum AuBengewinde des

Gewindebolzens komplementédren Innengewindeabschnitt aufweist.

Haltering nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass der

Bolzen in Axial- oder Radialrichtung in die Ausnehmung einsetzbar ist.

Haltering nach einem oder mehreren der voranstehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kunststoffmaterial ein Thermoplast, ein

Duroplast, ein Elastomer und/oder eine Kunststoffmischung umfasst.

Haltering nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass das Kunststoff-
material ein verstarktes, insbesondere ein faserverstirktes Kunststoffmate-

rial ist.

Haltering nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass dem
Kunststoffmaterial reib- und/oder verschleiBmindernde Zusatzstoffe beige-

mischt sind.

Haltering nach einem oder mehreren der voranstehenden Ansprﬁche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Auflagering aus mindestens zwei Schichten

oder Komponenten sandwichartig aufgebaut ist.



PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

1/12




PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

2/12

N
\
!
e~
; Ve

Vrlmv

L~

¢ Ol

S . —

—

~




PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

3/12

[4Y

99

— ——,

69

N

acoid

e

72072

2o -~ JA "/ | VeOId

s JCOld



PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

4712




PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

5/12




PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

6/12




@ -
A4 alold

0}




- 8/12

gsV

j 251

29 ,./.,ﬁ.\.\ 98914

9SV




PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

9/12-

I\li\
i
lhh\lhlﬂ

e

\.

/ 6Ll

96914




WO 2004/033151

PCT/EP2003/010869

\ \,4?-7;1 /

o

AN

\,\m
§
"‘f\\\\




PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

11/12

/ .
\\ 01914
\ 261

A0 s

- .
Nmmmmmmmmm\\a\
/.l.(/\/ 201914
86}

96

a0l
!

Ol

061

1
.

80¢

v0l'9ld




PCT/EP2003/010869

WO 2004/033151

12/12

Vil

Old



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

o

Intern | Application No

PCT/EP 03/10869

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7

B24B37/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPG

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7

B24B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documenis are inciuded in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °

Gitation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

US 6 186 880 Bl (GONZALEZ JOSE
13 February 2001 (2001~02-13)
column 3, Tine 66 —column 4, Tin
column 4, Tine 48 —column 6, 1in
column 7, Tine 19 - line 30
figures 6-8,17,18

EP 0 841 123 A (APPLIED MATERIALS INC)

13 May 1998 (1998-05-13)

column 10, Tine 16 - 1ine 26

column 13, 1ine 18 - 1ine 46

column 23, 1ine 12 - 1ine 30
figures 4B,8A,14B

US 6 354 927 B1 (NATALICIO JOHN)
12 March 2002 (2002-03-12)

column 5, Tine 22 - line 57
figures 1,2

ET AL) 1-9,11,

13,14
e 11
e 37
19,27

1-3,10

1,11,12

-/

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

"A* document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

*E* earlier document but published on or after the international
filing date

*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

"0O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

*P* document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

*T* later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the
invention

*X* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when the document is taken alone

*Y* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu—
menls, such combination being obvious to a person skilled
in the art.

*&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 January 2004

Date of mailing of the international search report

20/01/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL ~ 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340~2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schultz, T

Form PCT/ISA/210 {second sheet) {July 1992)

page 1 of 2

Relevant to claim No.




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interrial Application No

PCT/EP 03/10869

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °

Citation of document, with indication,where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

US 6 251 215 B1 (ZUNIGA STEVEN M ET AL)
26 June 2001 (2001-06-26)

cited in the application

abstract

column 5, 1ine 34 —-column 6, Tline 49
figure 3

US 5 993 302 A (CHEN HUNG ET AL)

30 November 1999 (1999-11-30)

column 5, Tine 32 -column 6, 1ine 14
figures 4,5

EP 0 747 167 A (APPLIED MATERIALS INC)
11 December 1996 (1996-12-11)

column 10, Tine 23 —column 11, Tine 21
figure 4

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

vol. 2000, no. 22,

9 March 2001 (2001-03-09)

& JP 2001 121411 A (APPLIED MATERIALS
INC), 8 May 2001 (2001-05-08)

abstract

& US 6 585 850 Bl (KENJI SUZUKI ET AL)
1 July 2003 (2003-07-01)

1,15,20,
24-26

19

1,21-23

27

6-8

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

page 2 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern

al Application No

PCT/EP 03/10869

Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

US 6186880 B1 13-02-2001 AU 7840200 A 30-04-2001
Wo 0123135 A2 05-04-2001

EP 0841123 A 13-05-1998 US 6183354 Bl 06-02-2001
DE 69718750 D1 06-03-2003
EP 1258317 Al 20-11-2002
EP 0841123 Al 13-05-1998
JP 3439970 B2 25-08-2003
JP 10180627 A 07-07-1998
JP 2003264162 A 19-09-2003
SG 70042 Al 25-01-2000
SG 87925 Al 16-04-2002
Us 2002072313 Al 13-06-2002
US 2002086624 Al 04-07-2002
us 6368191 Bl 09-04-2002
US 2001000775 Al 03-05-2001
us 6146259 A 14-11-2000

US 6354927 B1 12-03-2002  NONE

US 6251215 Bl 26-06-2001 JP 3431599 B2 28-07-2003
JP 2002516763 T 11-06-2002
JP 2003179015 A 27-06-2003
TW 383254 B 01-03-2000
WO 9962672 Al 09-12-1999

US 5993302 A 30-11-1999 EP 1045741 Al 25-10-2000
JP 2001526969 T 25-12-2001
TW 379163 B 11-01-2000
Wo 9933614 Al 08-07-1999

EP 0747167 A - 11-12-1996 US 6024630 A 15-02-2000
EP 0747167 A2 11-12-1996
JP 9019863 A 21-01-1997
US 2002173255 Al 21-11-2002
US 2002182995 Al 05-12-2002
us 6290577 B1 18-09-2001
us 5795215 A 18-08-1998
US 2001041522 Al 15-11-2001

JP 2001121411 A 08-05-2001 US 6585850 Bl 01-07-2003

Form PCT/ISA/210 {patent family annex) (July 1992)




lnteriles Aktenzeichen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
PCT/EP 03/10869

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B24B37/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation ({PK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Kfassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 B24B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprifstoff gehérende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wihrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Verbffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Betr. Anspiuch Nr.
X US 6 186 880 B1 (GONZALEZ JOSE ET AL) 1-9,11,
13. Februar 2001 (2001-02-13) 13,14

Spalte 3, Zeile 66 —Spalte 4, Zeile 11
Spalte 4, Zeile 48 -Spalte 6, Zeile 37
Spalte 7, Zeile 19 - Zeile 30

Y Abbildungen 6-8,17,18 19,27

X EP 0 841 123 A (APPLIED MATERIALS INC) 1-3,10
13. Mai 1998 (1998-05-13)
Spalte 10, Zeile 16 - Zeile 26
Spalte 13, Zeile 18 - Zeile 46
Spalte 23, Zeile 12 - Zeile 30 -
Abbildungen 4B,8A,14B

X US 6 354 927 B1 (NATALICIO JOHN) 1,11,12
12. Marz 2002 (2002-03-12)
Spalte 5, Zeile 22 - Zeile 57
Abbildungen 1,2

Ry -

m Weitere Veréffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie
entnehmen
° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen ™ Spc?teae Ve;éﬁeg;!_licgung. die rlafxfch tcli_ehmt inte:inatio.ntaler}i Ani{ngldedatum
*A* Versffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Versténdnis des der
. K . . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
‘E* élteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist *X* Verdfientiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
*L* Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritétsanspruch zweifelhaft er— kann allein aufgrund dieser Veréffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Verbffentlichung belegt werden ys Verbffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll ader dfe aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

.., ausgefihr) o N werden, wenn die Versffentiichung mit einer oder mehreren anderen

O" Verdffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, Versftentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maf3nahmen bezieht diese Vetbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

*P* Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist *&" Verdifentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts
12. Januar 2004 20/01/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevollméchtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk |

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016 Schultz, T

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1892)

Seite 1 von 2



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

lnterniales Aktenzeichen

PCT/EP 03/10869

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 6 251 215 Bl (ZUNIGA STEVEN M ET AL)

26. Juni 2001 (2001-06-26)

in der Anmeldung erwdhnt

Zusammenfassung

Spalte 5, Zeile 34 -Spalte 6, Zeile 49
Abbildung 3

US 5 993 302 A (CHEN HUNG ET AL)

30. November 1999 (1999-11-30)

Spalte 5, Zeile 32 -Spalte 6, Zeile 14
Abbildungen 4,5

EP 0 747 167 A (APPLIED MATERIALS INC)
11. Dezember 1996 (1996-12-11)

Spalte 10, Zeile 23 -Spalte 11, Zeile 21

Abbildung 4

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

vol. 2000, no. 22,
9. Marz 2001 (2001-03-09)

& JP 2001 121411 A (APPLIED MATERIALS
INC), 8. Mai 2001 (2001-05-08)
Zusammenfassung

& US 6 585 850 B1 (KENJI SUZUKI ET AL)
1. Juli 2003 (2003-07-01)

1,15,20,
24-26

19

1,21-23

27

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 2 von 2




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intem;‘es Aktenzeichen

PCT/EP 03/10869

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihries Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung
US 6186880 Bl 13-02-2001 AU 7840200 A 30-04-2001
Wo 0123135 A2 05-04-2001
EP 0841123 A 13-05-1998 US 6183354 Bl 06-02-2001
DE 69718750 D1 06-03-2003
EP 1258317 Al 20-11-2002
EP 0841123 Al 13-05-1998
JP 3439970 B2 25-08-2003
JP 10180627 A 07-07-1998
JP 2003264162 A 19-09-2003
SG 70042 Al 25-01-2000
SG 87925 Al 16-04-2002
US 2002072313 Al 13-06-2002
US 2002086624 Al 04-07-2002
us 6368191 Bl 09-04-2002
US 2001000775 Al 03-05-2001
us 6146259 A 14-11-2000
US 6354927 Bl 12-03-2002 KEINE
US 6251215 Bl 26-06-2001 JP 3431599 B2 28-07-2003
JP 2002516763 T 11-06-2002
JP 2003179015 A 27-06-2003
™ 383254 B . 01-03-2000
Wo 9962672 Al 09-12-1999
US 5993302 A 30-11-1999 EP 1045741 Al 25-10-2000
JP 2001526969 T 25-12-2001
W 379163 B 11-01-2000
WO 99033614 Al 08-07-1999
EP 0747167 A 11-12-1996 US 6024630 A 15-02-2000
EP 0747167 A2 11-12-1996
JP 9019863 A 21-01-1997
US 2002173255 Al 21-11-2002
US 2002182995 Al 05-12-2002
us 6290577 Bl 18-09-2001
us 5795215 A 18-08-1998
US 2001041522 Al 15-11-2001
JP 2001121411 A 08-05-2001 US 6585850 Bl 01-07-2003

Fommblatt PCT/ASA/210 (Anhang Patentiamilie)(Juli 1992)




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

